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１．概要（Summary） 

方向性結合器（DC）、マルチモード干渉計（MMI）、エ

アホール導波路（AHW）の３種類の光導波路を作製し、

分子識別素子として分子鋳型ポリマー（MIP）を用いたア

フィニティセンサの構築を行なった。測定対象としてヒト血

清アルブミン（HSA）を用いた。 

 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

 125 kV電子ビーム描画装置（ELD-F125） 

 多目的ドライエッチング装置（RIE-200NL） 

 化合物ドライエッチング装置（RIE-101iPH） 

 走査電子顕微鏡（S-4800） 

【実験方法】 

広島大学ナノテクノロジープラットフォームにて、シリコ

ンウェハー上に熱酸化炉および LPCVD にて酸化膜（厚

さ 2 µm）と窒化膜（厚さ 300 nm）を形成した。筑波大学

ナノテクプラットフォームにてスパッタ装置を用いて Al（厚

さ 50 nm）をスパッタした。レジストへのパターンを、125 

kV 電子ビーム描画装置で行なった。化合物ドライエッチ

ング装置で Al を、多目的ドライエッチング装置で SiN を

エッチングした。走査電子顕微鏡でパターンを確認した。

作製した導波路へ MIP を修飾し、HSA の測定を行なっ

た。 

 

３．結果と考察 （Results and Discussion） 

Fig. 1に作製した AHWの SEM像を示す。作製誤差

は10 %以内、側面のテーパーは最大で5.8度に抑えるこ

とができた。 MIPを修飾したAHW、MMI、DCを用いた

HSAの測定結果を Fig. 2 に示す。それぞれ HSAの濃

度に対して検出シグナルに線形性があることを示せた。 

 

また、エアホールの形成によって、MMI、DC と比較し

て感度がそれぞれ 7.3、3.6倍に向上した。 
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Fig.2. HSA detection with AHW, MMI, and DC. 

 
Fig.1. SEM image of the waveguide with air-holes. 


